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FISA TEHNICA
"Documentatie privind obtinerea si caracterizarea unor structuri cu
arhitectura multistrat pe baza de oxinitruri metalice nedopate si dopate cu
Sl'll
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Instalatia de evaporare cu arc 'L::‘_"
catodicsi schema incinta de
depunere instalatie

Date tehnice: Documentatie tehnica despre metoda de depunere cu rata mare de
depunere, utilizata industrial, a straturilor prin evaporare in atmosfera reactiva a
materialului catodului prin producerea unei descarcari in arc. Pentru obtinerea straturilor
subtiri de nitrura si oxinitrura de Ti s-au utilizat catozi de tip Ti si TiSi (93% at. Ti - 7% at.
Si, 99.9% puritate). Straturile au fost depuse pe substraturi de Si (0,3 pm grosime, 2,54 cm
diametru) si otel inoxidabil 316L (2 mm grosime, 20 mm diametru). Descriere a metodelor
de caracterizare a straturilor




